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Piec pionowy wgtebny do obrébki cieplno-chemicznej
w gazowych atmosferach aktywnych wytwarzanych w retorcie

Przedmiotem wynalazku jest piec wgiebny z wyjmowalng retorta do obrébki cieplno-chemicznej czesci
maszyn i narzgdzi w gazowych atmosferach, aktywnych chemicznie, wytwarzanych w retorcie.

Piece pionowe wglebne sg znane od dawna przy czym réinia si¢ one od siebie konstrukcyjnie w zaleznosci
od rozwigzania otwierania izamykania pokrywy, ustawienia wentylatora do wymuszania obiegu atmosfery
w piecu, oraz od rodzaju i utozenia elementéw grzejnych.

Piece wglebne skladaja si¢ zobudowy ceramicznsj ostonigtej plaszczem metalowym, w ktorej
umieszczone s3 elementy grzejne, z pokrywy, retorty i kosza na obrobione czesci.

Bardzo czesto piec wyposazony jest w podnosnik hydrauliczny do podnoszenia pokrywy oraz w pompke
hydrauliczng lub agregat pompowy . .do napedu przenosnika.

Retorta w piecu wgltebnym osadzona jest w ostonie izolacyjnej na state lub jest wyjmowalna razem
z koszem. Znane s3 rozwigzania, w ktérych retorta zwigzana jest z pokrywa i razem z nig jest wyjmowana z pieca,

Pokrywa pieca, ktéra bardzo czgsto wyposazona jest w wentylator oraz w niezbedne krécéce do dozowania
atmosfery lub odp owiednich cieczy do wytwarzania atmosferv w piecu oraz do odprowadzania zuzytej atmosfery,

~ ustawiana jest na piecu z mozliwoscig otwierania jej w ptaszczyZnie pozlome] lub wzdtuz osi poziomej do géry.
Znane sa rozwigzania, w ktérych pokrywa jest zdejmowana.

Piec przygotowany do pracy wyposazony jest w szafe pommrowo-sterulch, ustawiona obok pieca
generator atmosfery oraz w urzadzenie umozliwiajace wylot zuzytej atmosfery na zewnatrz i utrzymywanie,
w piecu stalego nadcisnienia, to znaczy przepust gazéw odlotowych. '

Bardzo czgsto atmosfera aktywna wytwarzana jest nie w generatorze ale bezposrednio w piecu, do ktdrego
dozowane sy odpowiednie sktadniki ciekte. Generator w takim przypadku zastapiony jest matymi pojemnikami

~ cieczy oraz ustawiong nad nimi na konstrukcji wsporczej mata pompka dozujaca. -
- Oméwione powyzej urzadzenie to znaczy generator lub urzadzenie dozujace oraz przepust gazow
odlotowych ustawiane sa dotychczas koto pieca i potaczone sa z piecem elastycznymi przewodami.
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‘ Obudowa pieca potaczona jest z szafy 'sterujqéq przewodem pradowym, pokrywa za$, na ktérej bardzo czesto
osadzony jest czujnik temperatury przewodem kompensacyjnym.

Generator lub urzadzenie dozujace potaczony jest z pokrywa przewodem elastycznym do gazu lub cieczy,
za§ przepust gazéw odlotowych potaczony jest z pokrywa przewodem elastycznym do gazu, odpornym na
wysoka siegajaca do kilkuset stopni C temperature. Poniewaz pokrywa przy piecu wgtebnym jest ruchoma lub
zdejmowalna wszystkie przewody z niej wychodzace musza byé elastyczne i dostatecznie dtugie, azeby mozna
byto odpowiednio pokrywa manewrowad.

Generator atmosfery lub urzadzenie dozujace ciecz do retorty oraz przepust gazéw odlotowych ustawione
obok pieca zajmuja dosy¢ znaczng powierzchnig¢ produkcyjna a dtugie przewody elastyczne pogarszaja ponadto
bardzo znacznie warunki bezpieczenistwa pracy obstugujacych piec.

Przedmiotem wynalazku jest piec pionowy wglebny, w ktérym po.rywa retorty jest wyposazona we
wsporniki, na ktérych osadzone sg pojemniki, zawierajace ciecz do wytwarzania atmosfery aktywnej w retorcie
i pompka do-dozowania tej cieczy z pojemnikéw do retorty oraz urzadzenie do utrzymywania w retorcie statego,
niewielkiego nadcisnienia.

Piec wedtug wynalazku posiadajacy zblokowane na pokrywie oprécz ewentualnego wentylatora pojemniki
do cieczy do wytwarzania gazowej atmosfery aktywnej w retorcie, pompke dozujaca oraz przepust gazéw
- odlotowych, zajmuje znacznie mniej powierzchni produkcyjnej i nie posiada dtugich, trudnych do doboru ze
wzgledu na wysoka temperature gazéw odlotowych przewoddéw elastycznych ktére zastapione sa przewodami
metalowymi.

Nie bez znaczenia Jest réwniez polepszenie warunkdow bezpieczeristwa pracy przez usunigcie plqczacych sie
przewodow.

Piec wedtug wynalazku nadaje si¢ szczegdlnie do procesu tlenoazotowania w atmosferze zdysocjowanego
w retorcie amoniaku iw parze wodnej narzgdzi ze stali szybkotnacej do skrawania metali oraz do innych
pokrewnych proceséw obrdbki cieplno-chemicznej, gdzie atmosfera gazowa wytwarzana jest bezgeneratorowo
bezposrednio w retorcie a urzadzenia dozujace ciecz do retorty sa niezbyt wielkich wymiaréw.

Piec wedtug wynalazku przedstawiony jest przyktadowo na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia piec
w pétwidoku z boku i w pdirzekroju, a fig.2 — piec w widoku z géry.

Piec wedtug wynalazku posiada zewngtrzna obudowe 1 z elementami grzewczymi 2 i retortg 3, w ktdrej
znajduje sie kosz 4 do obrabianych czeéci oraz pokrywe 5. Pokrywa 5 jest zaopatrzona w konstrukcje 6 i,7
wsporcze przymocowane do pokrywy, przy czym na konstrukcji 7 ustawione sa pojemniki 8 umieszczone badz
to na trwale, badZ jako wymienialne na ciecz do wytwarzania atmosfery aktywnej w retorcie, pompka 9 do
dozowania cieczy z pojemnikéw do retorty, oraz przewody 10 z zaworami, niezbgdne do taczenia pompki
z pojemnikami i ewentualnie rotametry, za$§ na konstrukcji 6 umieszczone jest na stale.urzgdzenie 11 do
utrzymywania w retorcie stalego, niewielkiego nadciénienia oraz umozliwiajace wyptyw zuzytej atmosfery
" z retorty na zewnatrz do powietrza atmosferycznego.

Zastrzezenie patentowe

Piec pionowy wgtebny do obrébki cieplno-chemicznej w gazowych atmosferach aktywnych wytwarzanych
w retorcie, sktadajacy si¢ z zewngtrznej obudowy z elementami grzewczymi oraz z retorty, w ktérej znajduje sig
kosz do obrabianych elementéw, znamienny tym, Ze pokrywa (5) retorty (3) jest zaopatrzona
w konstrukcje wsporcze (6 i7), na ktérych osadzone s3 pojemniki (8) zciecza do wytwarzania atmosfery
aktywnej w retorcie, pompka (9) do dozowania cieczy z pojemnikéw (8) do retorty (3) oraz urzadzenie (11) do
utrzymywania w retorcie statego, niewielkiego nadci¢nienia.
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